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【訂正対象項目名】全文
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【訂正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】表面処理組成物、その製造方法および表面処理された物品
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ｉ）様々な基材の表面で低表面エネルギー層または防汚層を形成するために
使用される有機珪素化合物を含んでなる表面処理組成物、ｉｉ）その製造方法、およびｉ
ｉｉ）それが適用される表面処理された物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　反射防止膜、光学フィルター、光学レンズ、眼鏡レンズ、ビームスプリッター、プリズ
ム、鏡、および他の光学エレメントおよび衛生陶器は、使用時に、指紋、皮膚油、汗、化
粧品などで汚れ易い。一度付着すると、そのような汚れは容易に除去されない。また、反
射防止膜を備えた光学部材に付着する汚れは特に、容易に目立って、問題を生じさせる。
【０００３】
　防汚性コーティングに関係のある上記のような問題を解決するために、様々な表面処理
組成物を使用する技術が従来提案された。
【０００４】
　例えば、日本特許公報１９９４－２９３３２号は、その表面にポリフルオロアルキル含
有モノ－およびジシラン化合物、およびハロゲン－、アルキル－またはアルコキシシラン
化合物を含んでなる反射防止コーティングを有する防汚性低反射プラスチックを提案して
いる。
【０００５】
　最近、ＷＯ２００６／１０７０８３は、弗素重合体鎖の末端にアルコキシシリル官能基
を有する有機珪素化合物を含んでなる表面処理組成物を提案した。この表面処理組成物は
、湿気または汚れが様々な基材の表面に付着するのを防ぐ、低表面エネルギー層、特に反
射防止フィルムおよび類似の光学部材および眼鏡を提供する。
　しかしながら、従来知られているプロセスによって形成された防汚性コーティングは、
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防汚性特性において必ずしも十分ではない。また、それらがより長い間使用されるに従っ
て、それらの汚染性は特にかなり減少する。したがって、優れた防汚性および優れた耐久
性を備えた防汚性コーティングの開発が望まれる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】日本特許公報１９９４－２９３３２号
【特許文献２】国際公開ＷＯ２００６／１０７０８３
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上記の従来技術の問題を解決して、表面処理組成物を提供するものである。
本発明は、様々な基材、特に反射防止フィルム、光学部材および眼鏡の表面に指紋、皮膚
油、汗および化粧品のような湿気または汚れが付着するのを防ぎ、および、汚れや湿気が
一端付着しても容易に拭き取られるようにする、耐久性の優れた低表面エネルギーの処理
層を形成する表面処理組成物を提供するものである。
【０００８】
　本発明の別の目的は、高耐久性を有し、優れた低表面エネルギー層を形成することがで
きる表面処理組成物の製造方法を提供することである。
【０００９】
　本発明のもう一つの目的は、高耐久性を有し、優れた低表面エネルギー層を容易に形成
する方法を提供することである。
【００１０】
　更に本発明の目的は、高耐久性を有し、優れた低表面エネルギー層を備えた光学部材（
例えば、反射防止フィルム、光学フィルター、光学レンズ、眼鏡レンズ、ビームスプリッ
ター、プリズム、および鏡）および様々な基材を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、一般式（Ａ）： 
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－（ＣＨ２）

ｐ－Ｘ－（ＣＨ２）ｒ－Ｃ３Ｈ６－Ｓｉ（Ｘ’）３－ａ（Ｒ１）ａ　　（Ａ）
［式中、
ｑは１から３までの整数であり；ｍ、ｎおよびｏは、独立して、０から２００までの整数
であり；ｐは１または２であり；Ｘは酸素または二価の有機基であり；ｒは０から１７ま
での整数であり；Ｒ１は、不飽和脂肪族結合を有していないＣ１－２２の直鎖状または分
岐状炭化水素基であり；ａは０から２までの整数であり；また、Ｘ’は加水分解可能な基
である。」
で表わされる有機珪素化合物を含んでなる表面処理組成物であって、
一般式（Ｂ）および（Ｃ）： 
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－Ｆ　　（Ｂ
）
［式中、ｑ、ｍ、ｎおよびｏは上記と同義である。］、
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－（ＣＨ２）

ｐ－Ｘ－（ＣＨ２）ｒ－ＣＨ＝ＣＨＣＨ３　　（Ｃ）
［式中、ｑ、ｍ、ｎ、ｏ、ｐ、ｒおよびＸは、上記と同義である。］
で表わされる含フッ素化合物の表面処理組成物中における含量は、表面処理組成物基準で
２５ｍｏｌ％未満である表面処理組成物を提供する。
【００１２】
　本発明は特に、一般式（Ａ）において、加水分解可能な基Ｘ’はアルコキシ（ＯＲ）基
またはアルキルアミノ（ＮＨＲまたは－ＮＲ２）基であり、ここで、Ｒは独立してＣ１－
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Ｃ２２の直鎖状または分岐状のアルキル基であり、２つのＲ基が環状アミンを形成しても
よく、整数ａは０である有機ケイ素化合物を含んでなる表面処理組成物を提供する。
【００１３】
本発明は特に、一般式（Ａ－１）、（Ａ－２）および（Ａ－３）：　
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－（ＣＨ２）

ｐ－Ｘ　－（ＣＨ２）ｒ－Ｃ３Ｈ６－Ｓｉ（ＯＲ）３　（Ａ－１）、
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－（ＣＨ２）

ｐ－Ｘ－（ＣＨ２）ｒ－Ｃ３Ｈ６－Ｓｉ（ＨＮＲ）３　（Ａ－２）
および
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－（ＣＨ２）

ｐ－Ｘ－（ＣＨ２）ｒ－Ｃ３Ｈ６－Ｓｉ（ＮＲ２）３　（Ａ－３）
［式中、ｑ、ｍ、ｎ、ｏ、ｐ、Ｘおよびｒは上記と同義である。また、Ｒは独立してＣ１

－Ｃ２２の直鎖状または分岐状アルキル基である。また、２つのＲ基が環状アミンを形成
してもよい。］のいずれか１つで表わされる有機珪素化合物を含んでなる表面処理組成物
を提供し、ここで、一般式（Ｂ）および（Ｃ）で表わされる含フッ素化合物の表面処理組
成物中での含量は、表面処理組成物基準で２５ｍｏｌ％未満である。
【００１４】
　本発明はより好ましくは、一般式（Ａ）において、加水分解可能な基Ｘ’はアルコキシ
（ＯＲ）基またはアルキルアミノ（ＮＨＲまたは－ＮＲ２）基であり、ここで、Ｒは上記
と同義であり、整数ａは０であり、ここで、一般式（Ｂ）および（Ｃ）で表わされる含フ
ッ素化合物の表面処理組成物中での含量は、表面処理組成物基準で２５ｍｏｌ％未満であ
る、有機ケイ素化合物を含んでなる表面処理組成物を提供する。
【００１５】
　本発明はより特別には、表面処理組成物を提供する。ここで一般式（Ａ）で表わされる
有機珪素化合物は、一般式（ｉ－ｄ－ｉ）または（ｉ－ｄ－ｉｉ）：
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－ＣＨ２Ｏ－
（ＣＨ２）ｒ－Ｃ３Ｈ６－Ｓｉ（ＨＮＲ）３　（ｉ－ｄ－ｉ）
または
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－ＣＨ２Ｏ－
（ＣＨ２）ｒ－Ｃ３Ｈ６－Ｓｉ（ＮＲ２）３　（ｉ－ｄ－ｉｉ）
［式中、ｑ、ｍ、ｎ、ｏ、ｒおよびＲは、上記と同義である。］によって表わされ、およ
び、一般式（Ｂ）および（Ｃ）で表わされる含フッ素化合物は、一般式（ｉｉ）および（
ｉ－ｃ－ｄ）：
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－Ｆ　（ｉｉ
）
および
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－ＣＨ２Ｏ－
（ＣＨ２）ｒ－ＣＨ＝ＣＨＣＨ３　（ｉ－ｃ－ｄ）
によってそれぞれ表わされる。
【００１６】
　本発明は、有機珪素化合物を含んでなる表面処理組成物の製造方法であって、該製造方
法は以下の工程：
　　（ａ）パーフルオロポリエーテルの酸フルオリド（Ｄ）および非反応性パーフルオロ
ポリエーテル（Ｅ）を含んでなる混合物を還元剤と接触させて、酸フルオリドを反応させ
、それによって、かくして生成したヒドロキシパーフルオロポリエーテル（Ｆ）および非
反応性パーフルオロポリエーテル（Ｅ）を含んでなる反応混合物を製造する工程；
　　（ｂ）工程（ａ）で製造された反応混合物をカラムクロマトグラフィーで精製して、
精製された物質中におけるヒドロキシパーフルオロポリエーテル（Ｆ）の含量が、反応混
合物中におけるヒドロキシパーフルオロポリエーテル（Ｆ）の含量よりも高い、精製され
た物質を製造する工程；
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　　（ｃ）工程（ｂ）において得られた精製された物質を、アリルハライドと接触させて
、ヒドロキシパーフルオロポリエーテル（Ｆ）と反応させ、それによって、かくして生成
したアリルパーフルオロポリエーテル（Ｇ）および非反応性パーフルオロポリエーテル（
Ｅ）を含んでなる反応混合物を製造する工程；および
　　（ｄ）工程（ｃ）で得られた反応混合物を異性体削減剤および遷移金属触媒の存在下
にヒドロシランと接触させて、アリルパーフルオロポリエーテルを反応させ、それによっ
て、フッ素含有ポリエーテル鎖の一方の末端にアルコキシシラン官能基を有する有機珪素
化合物（Ｉ）、非反応性パーフルオロポリエーテル（Ｆ）、およびアリルパーフルオロポ
リエーテル（Ｇ）の異性体（Ｈ）を含んでなり、非反応性パーフルオロポリエーテル（Ｅ
）および異性体（Ｈ）の表面処理組成物中における含量が、表面処理組成物基準で２５ｍ
ｏｌ％未満である表面処理組成物を製造する工程
を含んでなる、表面処理組成物の製造方法を提供する。
【００１７】
　本発明はまた、有機珪素化合物を含んでなる表面処理組成物の製造方法であって、該製
造方法は：
（ａ）下記一般式（ｉ）および（ｉｉ）： 
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－Ｃ（＝Ｏ）
Ｆ　（ｉ）
［式中、ｑは１から３までの整数であり；ｍ、ｎおよびｏは、独立して、０から２００ま
での整数である。］；および
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－Ｆ　　（ｉ
ｉ）
［式中、ｑ、ｍ、ｎおよびｏは上記と同義である。］
で表わされる化合物を含む原料混合物を還元剤と接触させることにより、化合物（ｉ）が
反応して得られる下記一般式（ｉ－ｂ）： 
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－ＣＨ２ＯＨ
　（ｉ－ｂ）
［式中、ｑ、ｍ、ｎおよびｏは上記と同義である。］
で表わされるアルコール；および一般式（ｉｉ）で表わされる化合物を含んでなる反応混
合物を製造する工程；
（ｂ）一般式（ｉｉ）で表わされる含フッ素化合物の少なくとも一部を除去するためにカ
ラムクロマトグラフィーによって、前工程で得られた反応混合物を精製して、精製された
物質中での一般式（ｉ－ｂ）で表わされる化合物の含量が、反応混合物中の含量より高い
精製された物質をその結果として製造する工程；
（ｃ）工程（ｂ）の中で製造された精製された物質を
Ｚ－（ＣＨ２）ｒ－ＣＨ２ＣＨ＝ＣＨ２

［式中、Ｚはハロゲン原子であり；ｒは、０から１７までの整数である。］と接触させて
化合物（ｉ－ｂ）を反応させ、その結果として、かくした得られた下記一般式（ｉ－ｃ）
：
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－ＣＨ２Ｏ－
（ＣＨ２）ｒ－ＣＨ２ＣＨ＝ＣＨ２　　（ｉ－ｃ）
［式中、ｑ、ｍ、ｎ、ｏおよびｒは上記と同義である。］のアリル化合物および一般式（
ｉｉ）で表わされる化合物を含んでなる反応混合物を製造する工程であって、ここで、一
般式（ｉｉ）によって表される化合物のこの中間の組成物中での含量は、中間の組成物基
準で５ｍｏｌ％未満である反応混合物を製造する工程；および
（ｄ）工程（ｃ）で得られた反応混合物を、一般式（ｉｉｉ）：
Ｈ－Ｓｉ（Ｘ’）３－ａ（Ｒ１）ａ　　（ｉｉｉ）
［式中、Ｒ１、ａおよびＸ’は上記と同義である。］
で表わされるヒドロシラン化合物と、遷移金属触媒の存在下で接触させる工程、および、
その後、要すれば、アルカリ金属アルコキシドと接触させて、化合物（ｉ－ｃ）を反応さ
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せ、その結果として、
一般式（ｉ－ｄ）： 
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－ＣＨ２Ｏ－
（ＣＨ２）ｒ－Ｃ３Ｈ６－Ｓｉ（Ｘ’）３－ａ（Ｒ１）ａ　　（ｉ－ｄ）
［式中、ｑ、ｍ、ｎ、ｏ、ａ、ｒ、Ｘ’およびＲ１は、上記と同義である。］
で表わされる有機珪素化合物：および
一般式（ｉｉ）および：（ｉ－ｃ－ｄ）：
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－ＣＨ２Ｏ－
（ＣＨ２）ｒ－ＣＨ＝ＣＨＣＨ３　　（ｉ－ｃ－ｄ）
［式中、ｑ、ｍ、ｎ、ｏおよびｒは上記と同義である。］
で表わされる含フッ素化合物を含んでなり、ここで、表面処理組成物中の、一般式（ｉｉ
）および（ｉ－ｃ－ｄ）で表わされる含フッ素化合物の含量は、表面処理組成物基準で２
５ｍｏｌ％未満である表面処理組成物を得る工程、
を含んでなる表面処理組成物の製造方法を提供する。
【００１８】
　本発明は特に、有機珪素化合物が一般式（ｉ－ｄ）：
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－ＣＨ２Ｏ－
（ＣＨ２）ｒ－Ｃ３Ｈ６－Ｓｉ（Ｘ’）３－ａ（Ｒ１）ａ　　（ｉ－ｄ）
［式中、ｒは０であり、Ｘ’は塩素またはアルコキシであり、ａは０であり、またｑ、ｍ
、ｎおよびｏは上記と同義である。］によって表わされ：および
ヒドロシリル化反応は、トリクロロシラン（ＨＳｉＣｌ３）またはトリアルコキシシラン
（ＨＳｉ（ＯＲ）３）と一般式（ｉ－ｃ）： 
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－ＣＨ２Ｏ－
（ＣＨ２）ｒ－ＣＨ２ＣＨ＝ＣＨ２　　（ｉ－ｃ）
［式中、ｑ、ｍ、ｎ、ｏおよびｒは上記と同義である。］
で表わされる化合物との間で行なわれる、表面処理組成物の製造方法を特に提供する。
【００１９】
　本発明は、工程（ｄ）が、異性体削減剤および遷移金属触媒の存在下、工程（ｃ）で得
られた反応混合物をトリクロロシラン（ＨＳｉＣｌ３）と接触させる工程、次いで、アル
キルアミンと接触させ、それにより、一般式（ｉ－ｄ－ｉ）または（ｉ－ｄ－ｉｉ）： 
Ｆ　－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－ＣＨ２Ｏ
　－（ＣＨ２）ｒ－Ｃ３Ｈ６－Ｓｉ－（ＨＮＲ）３　　（ｉ－ｄ－ｉ）または
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－ＣＨ２Ｏ－
（ＣＨ２）ｒ－Ｃ３Ｈ６－Ｓｉ（ＮＲ２）３　　（ｉ－ｄ－ｉｉ）
［式中、ｑ、ｍ、ｎ、ｏ、ｒおよびＲは上記と同義である。］
で表わされる有機珪素化合物および一般式（ｉｉ）および（ｉ－ｃ－ｄ）で表わされる含
フッ素化合物を含んでなる表面処理組成物を製造する工程を有してなる、表面処理組成物
の製造方法をさらに特に提供する。
【００２０】
　本発明は、精製操作がシリカゲルと溶剤としてのフッ素化炭化水素とが充填されたカラ
ムによって実施される表面処理組成物の製造方法を特に提供する。
【００２１】
　本発明は、表面処理組成物の使用により高耐久性を有する低表面エネルギー表面を提供
する。
【００２２】
　本発明は表面処理組成物を含有してなる処理層を備えている光学部材、特に反射防止光
学部材およびディスプレイ装置を提供する。
【００２３】
　本発明は、前述の表面を有する無機材料を含有する衛生陶器、自動車および航空機用眼
鏡を提供する。
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【発明を実施するための形態】
【００２４】
　本発明者等は、表面処理組成物がレンズのような基材に適用される時、有機珪素化合物
を含む従来の表面処理組成物の成分、および成分の各々の反応性を集中的に研究した。そ
の結果、有機珪素化合物を含む従来の表面処理組成物が、（Ａ）によって表される有機珪
素化合物に加えて、一般式（Ｂ）および（Ｃ）： 
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－Ｆ　（Ｂ）
［式中、ｑ、ｍ、ｎおよびｏは上記と同義である。］、
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－（ＣＨ２）

ｐ－Ｘ－（ＣＨ２）ｒ－ＣＨ＝ＣＨＣＨ３　　（Ｃ）
［式中、ｑ、ｍ、ｎ、ｏ、ｐ、ｒおよびＸは、上記と同義である。］
で表わされる含フッ素化合物を大量に、一般に、表面処理組成物基準で約３５～６０ｍｏ
ｌ％含有すること、および含フッ素化合物は、有機珪素化合物の反応により基材上で生成
する層が形成される表面処理組成物の層に比較的遊離して含まれていること、および、し
たがって、含フッ素化合物は、防汚性の耐久性を減少させることが判明した。
【００２５】
　これに反して、本発明の表面処理組成物によって、組成中の含フッ素化合物（Ｂ）およ
び（Ｃ）の含量は表面処理組成物基準で２５ｍｏｌ％未満になる。したがって、この表面
処理組成物の使用は、防汚特性の高品質および防汚特性の高い耐久性を与える。本発明は
、上述の様に、ユニークな知見に基づいて本発明者等によって達成された。
【００２６】
　含フッ素化合物中で、成分（ｉｉ）は、一般式（ｉ）：
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－Ｃ（＝Ｏ）
Ｆ　　（ｉ）
［式中、ｑ、ｍ、ｎおよびｏは上記と同義である。］
で表わされる成分を含む出発原料混合物の中に既に存在する。
別の成分（Ｃ）および／または（ｉ－ｃ－ｄ）：
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－（ＣＨ２）

ｐ－Ｘ－（ＣＨ２）ｒ－ＣＨ＝ＣＨＣＨ３　　（Ｃ）
［式中、ｑ、ｍ、ｎ、ｏ、ｐ、ｒおよびＸは、上記と同義である］；
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－ＣＨ２Ｏ－
（ＣＨ２）ｒ－ＣＨ＝ＣＨＣＨ３　　（ｉ－ｃ－ｄ）
［式中、ｑ、ｍ、ｎ、ｏおよびｒは上記と同義である］、
は、一般式（ｉ－ｃ）： 
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－ＣＨ２Ｏ－
（ＣＨ２）ｒ－ＣＨ２ＣＨ＝ＣＨ２　　（ｉ－ｃ）
［式中、ｑ、ｍ、ｎ、ｏおよびｒは上記と同義である。］
で表わされる末端アリル化合物からヒドロシリル化中に製造された異性体副産物である。
【００２７】
　含フッ素化合物（Ｂ）および／または（ｉｉ）および（Ｃ）および／または（ｉ－ｃ－
ｄ）の、本発明の表面処理組成物中の含量は、むしろ２５ｍｏｌ％未満（合計量基準で、
以後、同じ）、好ましくは約２０ｍｏｌ以下、より好ましくは約１０ｍｏｌ％以下、およ
び特に、５ｍｏｌ％未満である。含フッ素化合物中で、（Ｃ）および／または（ｉ－ｃ－
ｄ）の含量は、通常少なくとも０．１ｍｏｌ％、例えば少なくとも１ｍｏｌ％、である。
【００２８】
　本発明の防汚層のための表面処理組成物は、一般式（Ａ）： 
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－（ＣＨ２）

ｐ－Ｘ－（ＣＨ２）ｒ－Ｃ３Ｈ６－Ｓｉ（Ｘ’）３－ａ（Ｒ１）ａ　　（Ａ）
で表わされる有機珪素化合物を含む。
【００２９】
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　一般式（Ａ）では、ｑは１から３までの整数であり；ｍ、ｎおよびｏは、独立して、０
から２００までの整数であり；ｐは１または２であり；Ｘは酸素または二価の有機基であ
り；ｒは０～１７の整数であり；Ｒ１は、不飽和脂肪族結合を有していないＣ１－Ｃ２２

の直鎖状または分岐状炭化水素基であり；ａは０から２までの整数であり；および、Ｘ’
は独立して選択された加水分解可能な基である。
好ましくは、一般式（Ａ）の中で、
ｍ、ｎおよびｏは、独立して、１から１５０までの整数であり、
Ｘは酸素原子、またはＣ１－Ｃ２２の直鎖状または分岐状アルキレン基のような二価の有
機基であり；
Ｒ１はＣ１－Ｃ２２の直鎖状または分岐状アルキル基であり、より好ましくはＣ１－Ｃ１

２の直鎖状または分岐状アルキル基であり；および
Ｘ’は、独立して、塩素原子、アルコキシ（ＯＲ）基、アルキルアミノ（ＮＨＲまたは－
ＮＲ２）基またはジアルキルイミノキシ（－Ｏ－Ｎ＝ＣＲ２）基から選択され、Ｒは独立
してＣ１－Ｃ２２の直鎖状または分岐アルキル基であり、および、２つのＲ基が環状アミ
ンまたは環式ケトキシムを形成してもよく、および整数ａは０である。一般式（Ａ）の中
で、－Ｃ３Ｈ６－は、－（ＣＨ２）３、－ＣＨ２－ＣＨ（ＣＨ３）－および、－Ｃ（ＣＨ

３）２－を含む。
【００３０】
　一般式（Ａ）の加水分解可能な基、Ｘ’は独立して選択され、以下の式の群が例示され
る：メトキシ、エトキシル、プロポキシおよびメトキシエトキシ基の様なアルコキシまた
はアルコキシ置換アルコキシ基；アセトキシ、プロピオニルオキシおよびベンゾイルオキ
シ基のようなアシルオキシ基；イソプロペニルオキシ、イソブテニルオキシ基の様なアル
ケニルオキシ基、ジメチルケトキシム、メチル・エチルケトキシム、ジエチルケトキシム
、シクロヘキサノンオキシム基の様なイミノオキシ基、メチルアミノ、エチルアミノ、ジ
メチルアミノ、ジエチルアミノ、ピロリジノおよびピペリジノ基のような置換アミノ基、
Ｎ－メチル・アセトアミドおよびＮ－エチルアミド基の様なアミド基、ジメチルアミノキ
シおよびジエチルアミノキシ基の様な置換されたアミノオキシ基、クロロなどのハロゲン
、等。
【００３１】
　そのような加水分解可能な基の中で、アセトキシ（ＯＡｃ）、ジメチルケトキシム（Ｏ
Ｎ＝ＣＭｅ２）、メトキシ（ＯＣＨ３）、エトキシル（ＯＣ２Ｈ５）、ジメチルアミノ（
－Ｎ（ＣＨ３）２）、ジエチルアミノ（－Ｎ（Ｃ２Ｈ５）２）およびジイソプロピルアミ
ノ（－Ｎ（ｉＣ３Ｈ７）２））の様な、アシルオキシ、イミノキシ、アルコキシおよびジ
アルキルアミノが望ましく、およびメトキシ（ＯＣＨ３）およびジメチルアミノ（－Ｎ（
ＣＨ３）２）が、特に望ましい。ジメチルアミノ（－Ｎ（ＣＨ３）２）はさらにより好ま
しい。そのような加水分解可能な基は、１つの種、または２つ以上の種の組合せとして本
発明の表面処理組成物の有機珪素化合物に含むことができる。
【００３２】
一般式（Ｃ）で表わされる含フッ素化合物の含量は、表面処理組成物に基づき、１．０ｍ
ｏｌ％以上である。
【００３３】
　一般式（Ｂ）および（Ｃ）で表わされる含フッ素化合物の含量には、１５ｍｏｌ％未満
が好適である。
【００３４】
　一般式（Ａ）および（Ｃ）において、ｐは１であり、また、Ｘは酸素であり、それは一
般式（ｉ－ｄ）および（ｉ－ｃ－ｄ）：
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－ＣＨ２Ｏ－
（ＣＨ２）ｒ－Ｃ３Ｈ６－Ｓｉ（Ｘ’）３－ａ（Ｒ１）ａ　　（ｉ－ｄ）
［式中、ｑ、ｍ、ｎ、ｏ、ａ、ｒ、Ｘ’およびＲ１は、上記と同義である。］、
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－ＣＨ２Ｏ－
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（ＣＨ２）ｒ－ＣＨ＝ＣＨＣＨ３　　（ｉ－ｃ－ｄ）
［式中、ｑ、ｍ、ｎ、ｏおよびｒは上記と同義である。］
をそれぞれ表わす。
【００３５】
　一般式（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）および（ｉ－ｃ－ｄ）の中で、優先的に、ｑは３であり
、ｍは１０から２００までの整数であり、ｎは１であり、ｏは０であり、ｐは１であり、
Ｘは酸素であり、ｒは０であり、ａは０または１である。
【００３６】
　一般式（Ａ）において、ｍ、ｎおよびｏの合計は好ましくは５以上であり、および特に
１０以上が好ましい。Ｘは好ましくは酸素であり、また、ｒは好ましくは０である。一般
式（Ａ）の中で、ａは好ましくは０である。
【００３７】
　本発明はまた、有機珪素化合物を含んでなる表面処理組成物の製造方法であって、該製
造方法は：
（ａ）一般式（ｉ）： 
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－Ｃ（＝Ｏ）
Ｆ　　（ｉ）
［式中、ｑ、ｍ、ｎ、ｏおよびａは前記と同義である。］
で表わされる酸フルオリド化合物；および
および一般式（ｉｉ）：
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－Ｆ　　（ｉ
ｉ）
［式中、ｑ、ｍ、ｎおよびｏは前記と同義である。］
で表わされる含フッ素ポリマーを含む原料混合物から、かくして得られる下記一般式（ｉ
－ｂ）： 
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－ＣＨ２ＯＨ
　　（ｉ－ｂ）
［式中、ｑ、ｍ、ｎおよびｏは上記と同義である。］
で表わされるアルコール、および一般式（ｉｉ）で表わされる含フッ素ポリマーを含んで
なる反応混合物を得るアルコール生成反応；
（ｂ）　一般式（ｉｉ）で表わされる含フッ素化合物の少なくとも一部を除去するために
カラムクロマトグラフィーによって、工程（ａ）で得られた反応混合物を精製する工程；
（ｃ）　工程（ｂ）で得られた精製された物質を
Ｚ（ＣＨ２）ｒ－ＣＨ２ＣＨ＝ＣＨ２

［Ｚおよびｒは前記と同義である。］
で表わされる化合物によるアリル化反応に付して、かくして生成した下記一般式（ｉ－ｃ
）：　
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－ＣＨ２Ｏ－
（ＣＨ２）ｒ－ＣＨ２ＣＨ＝ＣＨ２　　（ｉ－ｃ）
［式中、ｑ、ｍ、ｎ、ｏおよびｒは上記と同義である。］
で表わされる化合物および一般式（ｉｉ）で表わされる含フッ素化合物を含んでなる反応
混合物を得る工程；および
（ｄ）　工程（ｃ）で得られた反応混合物を、一般式（ｉｉｉ）：
Ｈ－Ｓｉ（Ｘ’）３－ａ（Ｒ１）ａ　　（ｉｉｉ）
［式中、Ｒ１、ａおよびＸ’は上記と同義である。］
で表わされるヒドロシラン化合物および異性体減少化剤とでヒドロシリル化反応に付す工
程、および、その後、要すれば、（ｄ－１）中和剤存在下に脂肪族アルコールでのアルコ
キシ化反応に付すか、または、（ｄ－２）アルコキシ基を有するアルカリ金属アルコキシ
ドとのアルコキシ化反応に付して、
一般式（ｉ－ｄ）： 
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Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－ＣＨ２Ｏ－
（ＣＨ２）ｒ－Ｃ３Ｈ６－Ｓｉ（Ｘ’）３－ａ（Ｒ１）ａ　（ｉ－ｄ）
［式中、ｑ、ｍ、ｎ、ｏ、ａ、ｒ、Ｘ’およびＲ１は、上記と同義である。］
で表わされる有機珪素化合物、および一般式（ｉｉ）および（ｉ－ｃ－ｄ）：
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－Ｆ　（ｉｉ
）
［式中、ｑ、ｍ、ｎおよびｏは前記と同義である。］、
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－ＣＨ２Ｏ－
（ＣＨ２）ｒ－ＣＨ＝ＣＨＣＨ３　（ｉ－ｃ－ｄ）
［式中、ｑ、ｍ、ｎ、ｏおよびｒは上記と同義である。］
で表わされる含フッ素化合物を含んでなる反応混合物を得る工程を有してなり、
ここで、表面処理組成物中の、一般式（ｉｉ）および（ｉ－ｃ－ｄ）で表わされる含フッ
素化合物の含量は、表面処理組成物基準で２５ｍｏｌ％未満である、表面処理組成物
の製造方法を提供する。
【００３８】
　工程（ａ）において、原料混合物は一般に、式（ｉ）：
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－Ｃ（＝Ｏ）
Ｆ　　（ｉ）
［式中、ｑ、ｍ、ｎおよびｏは上記と同義である。］
で表わされる酸フッ化物のみならず、一般式（ｉｉ）で表わされる化合物も含んでなる。
原料物質混合物中において、一般式（ｉ）で表わされる化合物の割合は、例えば、約４５
～８５ｍｏｌ％、および、典型的には約６５～７５ｍｏｌ％であり、一般式（ｉｉ）で表
わされる化合物の割合は、例えば、約２５～３５ｍｏｌ％、および典型的に、約２５～３
０ｍｏｌ％である（但し、それらが合計で１００ｍｏｌ％を超えないないという条件で）
。一般式（ｉ）で表わされる化合物が、一般式（ｉｉ）で表わされる化合物の沸点に近い
沸点を有するので、原料混合物を蒸留操作に付すことによって一般式（ｉｉ）の化合物を
留去するのは非常に難しい。したがって工程（ａ）の中の反応混合物の中に一般式（ｉｉ
）の化合物を含んでおり、それは次の精製工程（ｂ）で精製されることになる。
【００３９】
　アルコール生成反応は、ＮａＢＨ４、ジボラン複合体およびＬｉＡｌＨ４のような還元
剤の存在下に行なわれる。その反応は、非プロトン性溶媒の中、特に、エーテル、例えば
、ジグライム（ジエチレングリコール・ジメチルエーテル）、テトラヒドロフラン、トル
エン、キシレンおよびヒドロフルオロエーテルの中で行なうことが好ましい。一般式（ｉ
）で表わされる酸フッ化物に対する還元剤のモル比は、０．９～４．０、好ましくは１．
０～２．０、より好ましくは、１．０５～１．５である。反応温度は、１０～２５０℃、
好ましくは２０～２００℃、より好ましくは、４０～１５０℃の範囲にある。反応時間は
、１～２４時間、好ましくは３～２０時間、より好ましくは５～１２時間である。
【００４０】
　工程（ｂ）において、工程（ａ）で得られた反応混合物は、カラムクロマトグラフィー
を使用した精製操作に付される。一般式（ｉ－ｂ）：
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－ＣＨ２ＯＨ
　　（ｉ－ｂ）
［式中、ｑ、ｍ、ｎおよびｏは上記と同義である。］
で表されるアルコールは、一般式（ｉｉ）の化合物の極性とは異なる極性を持っているか
ら、カラムクロマトグラフィーの使用によって一般式（ｉｉ）の化合物を除去することが
できる。そのような精製操作によって、一般式（ｉｉ）で表わされる化合物は少なくとも
部分的に取り除かれ、また、一般式（ｉ－ｂ）で表わされる化合物の、精製された物質中
での含量が、上記の反応物質中の含量よりも高い精製された物質が得られる。精製された
物質中における一般式（ｉ－ｂ）で表わされる化合物の割合は、例えば約８０～１００ｍ
ｏｌ％、および典型的に、約９０～１００ｍｏｌ％であり、一般式（ｉｉ）で表わされた
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化合物の割合は、例えば、約０～２０ｍｏｌ％、および典型的に、約０～１０　ｍｏｌ％
である（但し、合計で１００ｍｏｌ％を超えないという条件で）。しかし本発明はこれら
に限定されるものではない。
【００４１】
　精製操作は、固体の吸着性物質（例えばシリカゲル、表面修飾シリカゲル、活性アルミ
ナ、酸化マグネシウム）のような材料が充填されたカラムによって行なわれてもよい。反
応混合物のための溶剤は例えばフルオロカーボンとヒドロフルオロエーテルである。また
、溶離溶剤は、例えば、バートレル（登録商標）のようなヒドロフルオロカーボンに基づ
く液体、パーフルオロヘキサン、ＨＦＥ（登録商標）のようなヒドロフルオロエーテルで
ある。
【００４２】
　工程（ｃ）において、上記の工程（ｂ）で得られた精製された物質は、一般式：
Ｚ－（ＣＨ２）ｒ－ＣＨ２ＣＨ＝ＣＨ２

［式中、Ｚとｒは上記と同義である。］
で表わされる化合物によるアリル化反応に付され、かくして得られた一般式（ｉ－ｃ）：
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－ＣＨ２Ｏ－
（ＣＨ２）ｒ－ＣＨ２ＣＨ＝ＣＨ２　　（ｉ－ｃ）
［式中、ｑ、ｍ、ｎ、ｏおよびｒは上記と同義である。］
で表わされる化合物、および一般式（ｉｉ）で表わされる含フッ素化合物、を含む反応混
合物を得ることができる。
【００４３】
　アリル化反応ではハロゲン化水素が発生するので、反応を加速するために、無機または
有機塩基のようなアルカリ性物質が、好ましくは使用される。塩基の例は、ＮａＯＨ、Ｋ
ＯＨ、Ｅｔ３Ｎ、ｉ－Ｐｒ３Ｎ、ｎ－Ｂｕ３Ｎ、ｉ－Ｂｕ３Ｎ、ｔ－Ｂｕ３Ｎおよびｎ－
Ｏｃｔｙｌ３Ｎである。反応は溶媒、例えば、ハイドロフルオロカーボン、ヒドロフルオ
ロエーテル、１，３－ビス－トリフルオロメチルベンゼンを用いて実施される。反応温度
は、２０～１２０℃、好ましくは４０～９０℃、より好ましくは５０～８０℃の範囲にあ
る。反応時間は１～２４ｈ、好ましくは３～２０ｈ、より好ましくは５～１２ｈである。
【００４４】
工程（ｄ）において、工程（ｃ）で得られた反応混合物は遷移金属触媒の存在下、一般式
（ｉｉｉ）：
Ｈ－Ｓｉ（Ｘ’）３－ａ（Ｒ１）ａ（ｉｉｉ）
［式中、Ｒ１、ａおよびＸ’は、上記と同義である。］
で表わされるヒドロシラン化合物と異性体削減剤でヒドロシリル化反応に付される。工程
（ｃ）の反応混合物の中で、一般式（ｉ－ｃ）：
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－ＣＨ２Ｏ－
（ＣＨ２）ｒ－ＣＨ２ＣＨ＝ＣＨ２　　（ｉ－ｃ）
［式中、ｑ、ｍ、ｎ、ｏおよびｒは上記と同義である。］
で表わされる末端オレフィン化合物だけがヒドロシラン化合物と反応することができ、お
よび、その後、要すれば、中和剤の存在下にＣ１－Ｃ２２の直鎖状または分岐状の脂肪族
アルコールによるアルコキシ化（ｄ－１）の後に、またはＣ１－Ｃ２２の直鎖状または分
岐状脂肪族アルコキシル基を有するアルカリ金属アルコキシドによるアルコキシ化（ｄ－
２）の後に、
一般式（ｉ－ｄ）： 
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－ＣＨ２Ｏ－
（ＣＨ２）ｒ－Ｃ３Ｈ６－Ｓｉ（Ｘ’）３－ａ（Ｒ１）ａ　　（ｉ－ｄ）
［式中、ｑ、ｍ、ｎ、ｏ、ｒ、ａ、Ｘ’およびＲ１は、上記と同義である。］
で表わされる有機珪素化合物が得られる。
【００４５】
　異性体削減剤および遷移金属触媒の存在下に、トリクロロシランと一般式（ｉ－ｃ）に
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よって表わされる化合物の間でヒドロシリル化反応が行なわれることは特に望ましい。ま
た、その後、要すれば、ヒドロシリル化に引き続いて、アルコール（例えばメタノール、
エタノール：アルコキシ化反応）による脱塩化水素によってトリアルコキシシラン末端を
有する有機珪素化合物（ｉ－ｄ）を形成することができる。
【００４６】
　望ましい化合物は次の反応スキームによって製造される。
【００４７】
　Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－ｐ－Ｘ－
ＣＨ２（ＣＨ２）ＣＨ＝ＣＨ２＋ＨＳｉＣｌ３→
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－（ＣＨ２）

ｐ－Ｘ（ＣＨ２）３－ＳｉＣｌ３

　　　　　　　　　　　　　　　↓＋３ＣＨ３ＯＨ－３ＨＣｌ
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－（ＣＨ２）

ｐ－Ｘ－（ＣＨ２）３－Ｓｉ（ＯＣＨ３）３

【００４８】
　上記の反応スキームでは、ｑは１から３までの整数であり；ｍ、ｎおよびｏは、独立し
て、０から２００までの整数であり；ｐは１または２であり；Ｘは酸素または二価の有機
基である。他の望ましい化合物は、上記の反応スキームのＨＳｉＣｌ３の代わりにＨＳｉ
（ＯＭｅ）３またはＨＳｉ（ＯＥｔ）３を用いることにより調製され、この方法は、別の
工程として脱塩化水素を必要としないという追加利点を有する。
【００４９】
　脱塩化水素は、トリス（アルキルアミノ）シリル末端を有する有機珪素化合物（ｉ－ｄ
）の形成を与えるアルキルアミン（例えばモノ－、ジ－メチルアミン、モノ－、ジ－エチ
ルアミン、モノ－、ジ－イソプロピルアミン：アミノ化反応）の使用により好ましくは実
施される。
【００５０】
　具体的には、特に望ましい化合物は次の反応スキームによって製造される。
【００５１】
　Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－ｐ－Ｘ－
ＣＨ２（ＣＨ２）ＣＨ＝ＣＨ２＋ＨＳｉＣｌ３→
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－（ＣＨ２）

ｐ－Ｘ－（ＣＨ２）３－ＳｉＣｌ３

　　　　　　　　　　　　　　↓＋３ＨＮ（ＣＨ３）２－３ＨＣｌ
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－（ＣＨ２）

ｐ－Ｘ－（ＣＨ２）３－Ｓｉ（Ｎ（ＣＨ３）２）３

【００５２】
　上記の反応スキームにおいて、ｑ、ｍ、ｎ、ｏ、ｐおよびＸは上記と同義である。
【００５３】
　アルコキシ化の場合には、ナトリウムメトキシドまたはトリメチルオルトギ酸エステル
のような酸捕捉剤の使用が脱塩化水素を促進するために好ましい。他方、アミノ化の場合
には、アルキルアミン自体が酸捕捉剤として働き、したがって、アルキルアミンの量は塩
素原子の２モル当量を超える当量であるべきである。
【００５４】
　ヒドロシリル化中の触媒的ＶＩＩＩ族遷移金属には白金またはロジウムが好適である。
最も好ましいのは白金である。塩化白金酸として、または１，３－ジビニル－１，１，３
，３－テトラメチルジシロキサンとの白金錯体として白金を供給すること、またはトリス
（トリフェニルホスフィノ）ＲｈＩＣｌとしてロジウムを供給することが好ましい。
　異性体削減剤もヒドロシリル化工程の間に使用される。ある実施態様において、異性体
削減剤はカルボン酸化合物を含有する。カルボン酸化合物は（ａ）カルボン酸、（ｂ）カ
ルボン酸無水物、（ｃ）シリル化されたカルボン酸、および／または（ｄ）本方法の反応
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において、反応または分解を通じて前述のカルボン酸化合物（つまり、（ａ）、（ｂ）お
よび／または（ｃ））を生成する物質を含有してよい。これらのカルボン酸化合物の１つ
以上の混合物が異性体削減剤として使用されてもよいことが認識されるべきである。例え
ば、シリル化されたカルボン酸は、異性体削減剤としてカルボン酸の無水物と組合せて使
用されてもよい。さらに、１種以上のカルボン酸化合物の混合物が異性体削減剤として使
用されてもよい。例えば、２つの異なるシリル化されたカルボン酸が協同して使用されて
もよい。または、２つのシリル化されたカルボン酸が、カルボン酸無水物と協力して使用
されてもよい。
　異性体削減剤が（ａ）カルボン酸を含む場合、カルボキシル基があるいずれかのカルボ
ン酸も使用してもよい。カルボン酸の好適例は飽和カルボン酸、不飽和カルボン酸、モノ
カルボン酸およびジカルボン酸を含む。飽和または不飽和の脂肪族炭化水素基、芳香族炭
化水素基、ハロゲン化炭化水素基、水素原子などは、これらのカルボン酸中のカルボキシ
ル基以外の構成部分として通常選択されている。適切なカルボン酸の具体例は、ギ酸、酢
酸、プロピオン酸、酪酸、イソ酪酸、ヘキサン酸、シクロヘキサンカルボン酸、ラウリン
酸およびステアリン酸のような飽和モノカルボン酸；シュウ酸およびアジピン酸のような
飽和ジカルボン酸；安息香酸およびｐ‐フタル酸のような芳香族カルボン酸；クロロ酢酸
、ジクロロ酢酸、トリフルオロ酢酸、ｐ－クロロ安息香酸およびトリメチルシリル酢酸の
ような、これらのカルボン酸の炭化水素基の水素原子が、ハロゲン原子または有機シリル
基と置き換えられたカルボン酸；アクリル酸、メタクリル酸およびオレイン酸のような不
飽和脂肪酸；およびカルボキシル基に加えて水酸基、カルボニル基またはアミノ基を有す
る化合物（すなわち乳酸のようなヒドロキシ酸、アセト酢酸のようなケト酸、グリオキシ
ル酸のようなアルデヒド酸、およびグルタミン酸のようなアミノ酸）などである。
異性体削減剤がカルボン酸の無水物（ｂ）を含んでなる場合、カルボン酸の無水物の好適
例は無水酢酸、無水プロピオン酸および無水安息香酸を含む。カルボン酸のこれらの無水
物は反応系での反応または分解によって得られてもよく、反応系は、塩化アセチル、ブチ
リル塩化物、塩化ベンゾイル、および他のカルボン酸ハロゲン化物、亜鉛１０酢酸塩およ
び酢酸タリウムのようなカルボン酸金属塩、および２－ニトロベンジルプロピオネートの
ような光または熱によって分解されるカルボン酸エステルを含む。
　異性体削減剤がシリル化されたカルボン酸（ｃ）を含んでなる実施態様において、シリ
ル化されたカルボン酸の好適例は、トリアルキルシリル化されたカルボン酸、例えば、ト
リメチルシリルフォーメート、トリメチルシリルアセテート、トリエチルシリル・プロピ
オネート、トリメチルシリル・ベンゾエートおよびトリメチルシリルトリフルオロアセテ
ート；ならびに、ジ－、トリ－、または、テトラカルボキシシリレート、例えば、ジメチ
ルジアセトキシシラン、ジフェニルジアセトキシシラン、メチルトリアセトキシシラン、
エチルトリアセトキシシラン、ビニルトリアセトキシシラン、ジ－ｔ－ブトキシジアセト
キシシランおよびシリコン・テトラベンゾエートを含む。
　異性体削減剤は、一般式（ｉ－ｃ）で表わされる末端オレフィン化合物の合計量基準で
、０．００１～２０重量％、それに代えて０．０１～５重量％、それに代えて０．０１～
１重量％の量で典型的に使用される。異性体削減剤として適切な市販のシリル化されたカ
ルボン酸の例は、ミシガン州・ミッドランドのＤｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ株式会社から入手
可能な、ＤＯＷ　ＣＯＲＮＩＮＧ（登録商標）ＥＴＳ　９００およびＸＩＡＭＥＴＥＲ（
登録商標）ＯＦＳ－１５７９シランである。
【００５５】
　ヒドロシリル化反応は、異性体削減剤および反応完結まで反応を加速させる十分な遷移
金属触媒の存在下に、水素化珪素の過剰で、適切な時間および温度で、一般式（ｉ－ｃ）
で表される化合物を反応させることにより進行する。任意に、適切な溶剤が、混合を促進
するために添加されてもよい。核磁気共鳴または赤外分光学のような様々な機器分析方法
が、反応進行をモニターするために使用される。例えば、好ましい条件は、フッ素化合物
（ｉ－ｃ）の量基準で、１，３－ジビニル－１，１，３，３－テトラメチルジシロキサン
との白金錯体として供給された触媒、つまりＶＩＩＩ族遷移金属として、０．００１～１
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０ｍｍｏｌのＰｔ、および０．０１～１重量％の異性体削減剤を使用して、フッ素化合物
１ｍｏｌ当たり１．０５～３０ｍｏｌのトリクロロシランで１～１０時間３０～９０℃の
条件である。過剰の水素化珪素は、容易に減圧蒸留によって反応生成物から取り除くこと
ができる。
【００５６】
　トリクロロシランがヒドロシリル化に使用される場合、第２の反応（アルコキシ化）は
、最初の反応で得られた化合物の１ｍｏｌ当たりオルトギ酸メチルエステルとメタノール
の混合物の０．０５～１０モル過剰量を１～１０時間、３０～７０℃で反応させることに
より好ましくは行なわれる。核磁気共鳴または赤外分光のような様々な機器分析法が、反
応進行をモニターするために使用することができる。過剰のオルトギ酸メチルエステルと
メタノールを、容易に減圧蒸留によって反応生成物から取り除くことができる。別の反応
としてアミノ化の場合には、アルキルアミンの６モル当量を超える量が必要である。なぜ
なら、３モル当量のアミンが塩素原子の置換反応用に、および更なる３モル当量のアミン
がＳｉＣｌ３の１モル当たり脱離する３モル当量のＨＣｌの中和用に必要だからである。
【００５７】
　一般式（ｉｉ）： 
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－Ｆ　　（ｉ
ｉ）
［式中、ｑ、ｍ、ｎおよびｏは上記と同義である。］
で表わされる含フッ素化合物は、ヒドロシラン化合物と反応することができない。したが
って、それは反応混合物において反応しないままである。
【００５８】
　ヒドロシリル化反応では、一般式（ｉ－ｃ）で表わされる末端オレフィンの化合物のあ
る程度の部分が、一般式（ｉ－ｃ－ｄ）：
Ｆ－（ＣＦ２）ｑ－（ＯＣ３Ｆ６）ｍ－（ＯＣ２Ｆ４）ｎ－（ＯＣＦ２）ｏ－ＣＨ２Ｏ－
（ＣＨ２）ｒ－ＣＨ＝ＣＨＣＨ３　　（ｉ－ｃ－ｄ）
［式中、ｑ、ｍ、ｎ、ｏおよびｒは上記と同義である。］
で表わされる内部オレフィン化合物に異性化されることが判明した。
ヒドロシラン化合物に対するこの内部オレフィン化合物の反応性は非常に低い。したがっ
て、この化合物は一般に反応混合物において反応しないままで、耐久特性を減少させ得る
。ヒドロシリル化工程からの内部オレフィン化合物（ｉ－ｃ－ｄ）の副生量は、表面処理
組成物基準で約１０～２０ｍｏｌ％であってよい。
したがって、本発明では、含フッ素化合物（Ｂ）＋（Ｃ）、または（ｉｉ）＋（ｉ－ｃ－
ｄ）の合計含有量は表面処理組成物基準で２５ｍｏｌ％未満であるようにコントロールさ
れるべきである。
【００５９】
　本発明による表面処理組成物は、カップリング剤、帯電防止剤、紫外線吸収剤、可塑剤
、均染剤（レベリング剤）、色素、触媒のような適切な他の成分を含んでいてよい。
【００６０】
　本発明の別の態様によれば、表面処理された物品が提供され、それは
基材、および
基材の表面上で本発明の表面処理組成物によって形成された層（または薄膜）
を有してなる。
【００６１】
　基材の表面上で表面処理組成物によって形成された層にはよい防汚性（または汚れ抵抗
性）特性および高い耐久性がある。さらに、この層が透明性および光透過率のような高い
透過率を示すので、本発明の表面処理組成物は透光度を要求する光学材料の使用に適して
いる。
【００６２】
　もし本発明の表面処理組成物によって表面改質を促進するために必要ならば、任意の触
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媒を使用することができる。これらの触媒は、有機珪素官能基と基材表面の間の反応を促
進する。これらは、単独で、または、２種以上の組合せとして使用でき、本発明の表面改
質組成物を形成する。好適な触媒化合物の例としては、酸、塩基、ジブチル錫オクトエー
ト、ステアリン酸鉄、オクタン酸鉛などのような有機酸の金属塩、チタン酸テトライソプ
ロピル、チタン酸テトラブチルのようなチタン酸エステル、アセチルアセトナト・チタン
のようなキレート化合物などが挙げられる。任意の触媒を、有機珪素化合物１００重量部
に対して、好ましくは０～５重量部、より好ましくは０．０１～２重量部の範囲の量で使
用する。
【００６３】
　本発明の表面処理組成物は、有機溶媒のような液媒を含んでいてもよい。有機珪素化合
物とフッ素化合物を含んでなる表面処理組成物の濃度は、重量で０．０１～８０％が好適
である。有機溶媒は、有機溶媒が本発明の組成物に含まれる成分（特に、反応性有機シリ
コーン化合物）と反応しない限りにおいて、有機シリコーン化合物を溶解することが好ま
しいさまざまな溶媒であってよい。有機溶媒の例としては、含フッ素アルカン、含フッ素
ハロアルカン、含フッ素芳香族化合物および含フッ素エーテル（例えばヒドロフルオロエ
ーテル（ＨＦＥ））のような含フッ素溶媒を含む。
【００６４】
　表面処理層を形成するために本発明の表面改質組成物で処理される基材は、特に限定さ
れない。基材の例としては、無機基材、例えば、ガラス板、無機層を有して成るガラス板
、セラミック；ならびに、有機基材、例えば、透明プラスチック基材、および無機層を有
して成る透明プラスチック基材；などを有してなる光学部材が挙げられる。その様な材料
を含んでなることができる光学部材は限定されず、また、例として、反射防止フィルム、
光学フィルター、光学レンズ、眼鏡レンズ、ビームスプリッター、プリズム、鏡などを挙
げることができる。
【００６５】
　無機材料の例はガラス板を含む。無機層を有してなるガラス板を形成するための無機化
合物の例は、金属酸化物（シリコン酸化物（二酸化ケイ素、一酸化ケイ素など）、酸化マ
グネシウム、酸化チタン、酸化スズ、酸化ジルコニウム、酸化ナトリウム、酸化アンチモ
ン、酸化インジウム、酸化ビスマス、酸化イットリウム、酸化セリウム、酸化亜鉛、ＩＴ
Ｏ（インジウム錫オキサイド）など）を含む。
【００６６】
　そのような無機化合物を含んで成る無機層または無機材料は、単一層または、多層であ
ってよい。無機層は反射防止層として働き、既知の方法、例えば湿潤被覆、ＰＶＤ（物理
蒸着）、ＣＶＤ（化学蒸着）によって形成できる。湿潤被覆法の例としては、浸漬コーテ
ィング、スピンコーティング、フローコーティング、スプレーコーティング、ロールコー
ティング、グラビアコーティング、および類似の方法が挙げられる。ＰＶＤ法の例として
は、真空蒸着、反応性析出、イオンビーム補助析出、スパッタリング、イオン表面被覆お
よび類似の方法が挙げられる。
【００６７】
　使用可能な有機基材の中で、透明プラスチック基材の例としては、さまざまな有機ポリ
マーを含んで成る基材が挙げられる。透明度、屈折率、分散性および類似の光学的性質な
らびにさまざまな他の特性（例えば耐衝撃性、耐熱性および耐久性）の観点から、光学部
材として使用する基材は、通常、ポリオレフィン（例えば、ポリエチレン、ポリプロピレ
ンなど）、ポリエステル（例えば、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレ
ートなど）、ポリアミド（例えば、ナイロン６、ナイロン６６など）、ポリスチレン、ポ
リ塩化ビニル、ポリイミド、ポリビニルアルコール、エチレンビニルアルコール、アクリ
ル、セルロース（例えば、トリアセチルセルロース、ジアセチルセルロース、セロハンな
ど）またはこれら有機ポリマーのコポリマーを含んで成る。これらの基材は、本発明で処
理できる透明プラスチック基材の例として挙げることができる。特に、これらの材料は眼
科要素のような光学部品に含まれてよい。眼科用要素の非限定的例は、二重焦点レンズ、
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三焦点レンズおよび累進多焦点レンズ（それらは区分けされてもよいし、区分けされなく
てもよい）のような、単一視または多重視レンズを含む矯正用および非矯正用レンズを含
み、同様に、限定的にコンタクトレンズ、眼内レンズ、拡大鏡、および保護レンズまたは
サンバイザーを含む、矯正用、保護用、または視力増強用に用いられる他の要素を含む。
眼科要素の好ましい材料は、ポリカーボネート、ポリアミド、ポリイミド、ポリスルホン
、ポリエチレン・テレフタレートおよびポリカーボネート共重合体、ポリオレフィン、特
にポリノルボルネン、ジエチレン・グリコール－ビス（アリルカーボネート）ポリマー（
ＣＲ３９として知られている）および共重合体、（メタ）アクリルポリマーおよび共重合
体、特に（メタ）アクリルポリマーおよび共重合体、ビスフェノールＡに由来する共重合
体、チオ（メタ）アクリルポリマーおよび共重合体、ウレタンおよびチオウレタンポリマ
ー、また共重合体、エポキシ・ポリマーおよび共重合体、およびエピスルフィドポリマー
および共重合体から選ばれた１つ以上のポリマーを含む。
【００６８】
　使用可能な材料の例は、既知の添加剤、例えば、帯電防止剤、紫外線吸収剤、可塑剤、
潤滑剤、着色剤、抗酸化剤、難燃剤を、有機ポリマーに添加することによって製造された
ものを含む。
【００６９】
　無機層を有機基材の上に形成することによって製造された基材を、本発明の基材として
の使用することが可能である。この場合、無機層は、反射防止層として働いて、上記のよ
うな方法によって有機基材の上に形成できる。
【００７０】
　処理すべき無機基材または有機基材は、特に限定されない。光学部材として使用する透
明プラスチック基材は、通常、フイルムまたはシートの形態である。フイルムまたはシー
トの形態のこのような基材をも、本発明の基材として使用できる。フイルムまたはシート
の形態の基材は、単層体または複数の有機ポリマーの積層体であってよい。厚さは、特に
限定されないが、好ましくは０．０１～５ｍｍである。
【００７１】
　ハードコート層は、基材の表面の硬度を改良し、更には基材の表面を平坦にしおよび滑
らかにし、このようにして、透明プラスチック基材と無機層との間の接着力を高める。従
って、鉛筆および類似の負荷によって生じる引っ掻き傷を防止できる。さらに、ハードコ
ート層は透明プラスチック基材の屈曲によって生じる無機層のひび割れを防止することが
できる。このように、光学部材の機械的強度を改良できる。
【００７２】
　透明度、適当な硬度および機械強度を有する限り、ハードコート層の材料は特に限定さ
れない。例えば、熱硬化性樹脂、および電離放射線または紫外線照射によって硬化する樹
脂を使用可能である。紫外線硬化アクリル樹脂、有機シリコーン樹脂および熱硬化性ポリ
シロキサン樹脂が特に好ましい。このような樹脂の屈折率は、好ましくは透明プラスチッ
ク基材の屈折率に等しいかまたは接近している。
【００７３】
　上記のような基材を、本発明の反射防止光学部材の透明基材として使用できる。特に、
表面上の反射防止層を有して成るそのような基材は、反射防止層を有して成る透明基材で
あってよい。本発明の反射防止光学部材は、防汚層をそのような基材の表面の上に形成す
ることによって得ることができる。
【００７４】
　そのような光学部材に加えて、本発明の表面改質組成物は、自動車または航空機用の窓
部材に適用でき、高度な機能を与える。更に表面硬度を改良するために、本発明の表面改
質組成物とＴＥＯＳ（テトラエトキシシラン）との組合せを使用するいわゆるゾル－ゲル
法によって表面改質を行うことも可能である。
【００７５】
　ナノインプリント法における離型剤として本発明の表面改質組成物を用いると、精密な
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離型を容易に達成できる。表面を本発明の表面改質組成物で処理する場合に、改質剤はほ
ぼ単層の状態に拡散し、その結果、得られる層はわずか数ナノメートルの厚さを有する。
そのような厚さにもかかわらず、以下に実施例に示すように、表面を１１０度以上の水の
接触角を有し、５度以下の水の転落角を有する表面を形成することが可能である。
【００７６】
　本発明の表面処理組成物は、優れた撥液性を有しており、リソグラフィーおよびデバイ
ス形成に応用できる。
【００７７】
　さらに、セラミック材料の表面を処理することによって、メンテナンス容易な衛生陶磁
器および外壁を製造することも可能である。
【００７８】
　処理層を形成する方法は、特に限定されない。例えば、湿潤被覆法および乾燥被覆法を
使用できる。
【００７９】
　湿潤被覆法の例としては、浸漬コーティング法、スピンコーティング法、フローコーテ
ィング法、スプレーコーティング法、ロールコーティング法、グラビアコーティング法お
よび類似の方法が挙げられる。
【００８０】
　乾燥被覆法の例としては、真空蒸着法、スパッタリング法、ＣＶＤ法および類似の方法
が挙げられる。真空蒸着法の具体例としては、抵抗加熱法、電子ビーム法、高周波加熱法
、イオンビーム法および類似の方法が挙げられる。ＣＶＤ法の具体例としては、プラズマ
－ＣＶＤ法、光学ＣＶＤ法、熱ＣＶＤ法および類似の方法が挙げられる。
【００８１】
　さらに、常圧プラズマ法による被覆も可能である。
【００８２】
　湿潤被覆法を使用するときに、使用可能な希釈溶媒は特に限定されない。組成物の安定
性および揮発性の観点から、次の化合物が好ましい：５～１２の炭素原子を有するパーフ
ルオロ脂肪族炭化水素（例えば、パーフルオロヘキサン、パーフルオロメチルシクロヘキ
サンおよびパーフルオロ－１，３－ジメチルシクロヘキサン）；
ポリフルオロ芳香族炭化水素（例えば、ビス（トリフルオロメチル）ベンゼン）；
ポリフルオロ脂肪族炭化水素、パーフルオロブチルメチルエーテルおよび類似のＨＦＥな
ど。これらの溶媒は、単独で、または、２種以上の混合物として用いることができる。
【００８３】
　湿潤被覆法は、複雑な形状および／または大面積を有する基材のために使用することが
好ましい。
【００８４】
　一方では、防汚層を形成する時の作業環境を考慮して、希釈溶媒を必要としない乾燥被
覆法が好ましい。真空蒸着法が特に好ましい。
【００８５】
　乾燥または湿潤被覆法によって防汚層を基材の上に形成した後に、必要に応じて、加熱
、加湿、光照射、電子線照射などを行うことができる。
【００８６】
　本発明の防汚剤を用いて形成した防汚層の厚さは、特に限定されない。防汚性の点から
１～３０ｎｍ、が好ましく、１～１０ナノメートルの範囲が、光学部材の光学性能および
耐引っ掻き性の点から、より好ましい。
【００８７】
　本発明は、特に次の例によってさらに説明されが、本発明はこれらの例に制限されない
。
【００８８】
　本明細書中の有機珪素化合物または含フッ素化合物の組成は、以下の様に分析される。
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　ポリマー組成（１Ｈ－ＮＭＲ、１９Ｆ－ＮＭＲ、ＩＲによる）
　平均分子量は１９Ｆ－ＮＭＲ測定の結果から計算される。また、混合物でのそれぞれの
成分のモル比（ｍｏｌ％）は、１Ｈ－ＮＭＲ測定の結果から計算される。本明細書中の全
体にわたる「平均分子量」は、数平均分子量を意味する。
　収率は、有機珪素化合物および含フッ素化合物の両方の前駆体に関しての理想的な場合
においては、反応性のある含フッ素化合物の前駆体が全て狙った反応生成物へ転化すると
して１００％として設定される条件付きで計算される。
【実施例】
【００８９】
　実施例１
　本実施例は、上述した本発明による表面処理組成物及びそれを製造する方法に関する。
【００９０】
　工程（ａ）：
　使用した原料混合物は下記化学式： 
Ｆ－（ＣＦ２ＣＦ２ＣＦ２Ｏ）ｎ－ＣＦ２ＣＦ２－ＣＯＦ
で表わされるω－フルオロポリパーフルオロオキセタンアシルフルオリド（平均分子量：
４０００）の７００ｇ（０．１７５モル）、および、下記化学式： 
Ｆ－（ＣＦ２ＣＦ２ＣＦ２Ｏ）ｎ－ＣＦ２ＣＦ３

で表わされるパーフルオロポリオキセタンの３００ｇ（０．０７５モル）（平均分子量：
４２００）の混合物であった。
【００９１】
　窒素気流下、攪拌機、滴下漏斗、還流コンデンサーおよび温度計を装備した３．０Ｌの
４つ口フラスコに、３３０ｇのジグライムを充填した。また、１１．４ｇのＮａＢＨ４（
０．３モル）を攪拌下にそれに添加した。上記の原料混合物を、１０ｍＬ／分の割合でそ
れに滴下した。滴下の完了後、液相の温度を約１１０℃まで上げ、この反応温度で８時間
反応を進行させた。反応の後、フラスコ内容物を４０℃以下に冷却して、７００ｇのパー
フルオロヘキサンをそれに添加して、引き続き１０分間攪拌を継続した。それを５℃以下
までさらに冷却して、イオン交換水１４０ｍＬを滴下した。次に、１０００ｇの３Ｎ－Ｈ
Ｃｌ溶液を滴下した後、液相を、分液漏斗を使用して２相（上相および下相）に分離して
、下相（有機相）を分離して得た。かくして得られた有機相を、３Ｎ－ＨＣｌ溶液／アセ
トン（３４０ｇ／３４０ｇ）で３回洗浄した。減圧下での蒸留により揮発性の部分を完全
に除去した結果、９５０ｇの反応混合物（収率９５％）を得た。
【００９２】
　得られた反応混合物のＩＲ分析によって、－Ｃ（＝Ｏ）Ｆに由来する１８９０ｃｍー１

の吸収が完全に消失して、－ＣＨ２ＯＨに由来する３３００ｃｍの－１の吸収が新しく現
われた。したがって、反応混合物は
下記化学式： 
ＣＦ３ＣＦ２ＣＦ２－（ＯＣＦ２ＣＦ２ＣＦ２）ａ－Ｏ－ＣＦ２ＣＦ２－ＣＨ２ＯＨ
で表わされるパーフルオロポリオキセタンアルコール、および、下記化学式：
ＣＦ３ＣＦ２ＣＦ２－（ＯＣＦ２ＣＦ２ＣＦ２）ａ－Ｏ－ＣＦ２ＣＦ３

で表わされるパーフルオロポリオキセタンの混合物と認められた。
【００９３】
　この反応混合物では、パーフルオロポリオキセタンアルコール（平均分子量４０００）
の含量は７０ｍｏｌ％であった。また、パーフルオロポリオキセタン（平均分子量４２０
０）の含量は３０ｍｏｌ％であった。
【００９４】
　工程（ｂ）：クロマトグラフィーによる精製工程：
　工程（ａ）から得られた反応混合物を、シリカゲル（溶媒：ＤｕＰｏｎｔからのバート
レル（登録商標）ＸＦ）が充填されたカラムによるクロマトグラフィー分離にかけた。そ
の結果として、化学式：
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ＣＦ３ＣＦ２ＣＦ２（ＯＣＦ２ＣＦ２ＣＦ２）ａ－Ｏ－ＣＦ２ＣＦ２－ＣＨ２ＯＨ
によって表わされるパーフルオロポリオキセタンアルコールから本質的に成る、６６０ｇ
の精製された物質（純度９８ｍｏｌ％）を得た。精製された物質中において、下記の化学
式： 
ＣＦ３ＣＦ２ＣＦ２（ＯＣＦ２ＣＦ２ＣＦ２）ａ－Ｏ－ＣＦ２ＣＦ３

によって表わされるパーフルオロポリオキセタンの含量は２ｍｏｌ％であった。
【００９５】
　工程（ｃ）：アリル化反応： 窒素気流下、攪拌機、滴下漏斗、還流コンデンサーおよ
び温度計を装備した３．０Ｌの４つ口フラスコに、５００ｇ（０．１２５、ｍｏｌ）の混
合物（ＣＦ３ＣＦ２ＣＦ２－（ＯＣＦ、２ＣＦ２ＣＦ２）ａ－Ｏ－ＣＦ２ＣＦ２－ＣＨ２

ＯＨ／ＣＦ３ＣＦ２ＣＦ２－（ＯＣＦ、２ＣＦ２ＣＦ２）ａ－Ｏ－ＣＦ２ＣＦ３＝９８ｍ
ｏｌ％／２ｍｏｌ％）を加え、攪拌下に、３００ｇの１，３－ビス（トリフルオロメチル
）ベンゼンを添加した。１０ｇの水酸化ナトリウム（０．２５ｍｏｌ）を添加した後に、
液相の温度を約６５℃まで上げ、この反応温度で４時間反応を進行させた。４時間の後、
３０ｇの臭化アリル（０．２４ｍｏｌ）を添加した。臭化アリルの添加の後、６５℃で８
時間反応を進行させた。反応の後、フラスコ内容物を４０℃以下に冷却し、２００ｇのパ
ーフルオロヘキサンをそれに添加して、１０分間、攪拌を継続した。それを５℃以下にさ
らに冷却し、１５０ｇの３Ｎ－ＨＣｌ溶液を滴下し、液相は分液漏斗を使用して２相（上
相および下相）に分離し、および、下相（有機相）を分離して得た。かくして得られた有
機相を、３Ｎ－ＨＣｌ溶液／アセトン（１５０ｇ／１５０ｇ）で３回洗浄した。減圧下で
の蒸留による揮発性部分の完全除去の結果、４８０ｇの反応混合物（９６％収率）を得た
。
１Ｈ－ＮＭＲおよび１９Ｆ－ＮＭＲ分析によって、得られた反応混合物は、ＣＦ３ＣＦ２

ＣＦ２（ＯＣＦ２ＣＦ２ＣＦ２）２２ＯＣＦ２ＣＦ２ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ＝ＣＨ２および
ＣＦ３ＣＦ２ＣＦ２（ＯＣＦ２ＣＦ２ＣＦ２）２２ＯＣＦ２ＣＦ３（比率は９８ｍｏｌ％
／２ｍｏｌ％である）の混合物と認められた。
【００９６】
　工程（ｄ）（１）：トリクロロシランによるシリル化、続いてアルコキシ化：
　磁気攪拌子、水還流冷却器、温度制御および空間部乾燥窒素パージを装備した３００ｍ
Ｌの３つ口フラスコに、８０．０ｇのＣＦ３ＣＦ２ＣＦ２（ＯＣＦ２ＣＦ２ＣＦ２）ｘＯ
ＣＦ２ＣＦ２ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ＝ＣＨ２およびＣＦ３ＣＦ２ＣＦ２（ＯＣＦ２ＣＦ２Ｃ
Ｆ２）ｘＯＣＦ２ＣＦ３（混合率は９８ｍｏｌ％／２ｍｏｌ％、ＦＷは４５２１ｇ／モル
である）、４０．０ｇの１，３－ビス（トリフルオロメチル）ベンゼン、０．２４ｇのＤ
ｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ（登録商標）ＥＴＳ９００、および４．０６ｇのトリクロロシラン
を添加した。内容物を６０℃まで加熱し、１，３－ジビニル－１，１，３，３－テトラメ
チル－ジシロキサンで錯体化されたＰｔ金属を８０分間で徐々に添加した。内容物を、さ
らに１２０分間６５℃で維持して、ＣＦ３ＣＦ２ＣＦ２（ＯＣＦ２ＣＦ２ＣＦ２）ｘＯＣ
Ｆ２ＣＦ２ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２ＳｉＣｌ３、ＣＦ３ＣＦ２ＣＦ２（ＯＣＦ２ＣＦ

２ＣＦ２）ｘＯＣＦ２ＣＦ２ＣＨ２ＯＣＨ＝ＣＨＣＨ３およびＣＦ３ＣＦ２ＣＦ２（ＯＣ
Ｆ２ＣＦ２ＣＦ２）ｘＯＣＦ２ＣＦ３の混合物を得た。残余のトリクロロシランおよび溶
剤を反応混合物から真空下で留去した後に、１０．０ｇのオルトギ酸トリメチルエステル
、１０．０ｇのメタノールおよび２０．０ｇの１，３－ビス（トリフルオロメチル）ベン
ゼンを添加した。フラスコの内容物を、クロロシランのメトキシ化を促進するために３時
間６０℃で維持した。過剰の試薬は真空下で留去した。活性炭（４．０ｇ）を添加した。
生成物を、０．５ミクロンの膜上のセライト濾過助剤床を通して濾過した。混合生成物（
Ｘ）：
ＣＦ３ＣＦ２ＣＦ２（ＯＣＦ２ＣＦ２ＣＦ２）ｘＯＣＦ２ＣＦ２ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ２Ｃ
Ｈ２Ｓｉ（ＯＣＨ３）３、ＣＦ３ＣＦ２ＣＦ２（ＯＣＦ２ＣＦ２ＣＦ２）ｘＯＣＦ２ＣＦ

２ＣＨ２ＯＣＨ＝ＣＨＣＨ３およびＣＦ３ＣＦ２ＣＦ２（ＯＣＦ２ＣＦ２ＣＦ２）ｘＯＣ
Ｆ２ＣＦ３（混合率は、８１ｍｏｌ％／１７ｍｏｌ％／２ｍｏｌ％である。）を濾液とし
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て分離した。赤外線と核磁気共鳴スペクトル測定法による分析は、ＣＨ２＝ＣＨＣＨ２Ｏ
およびＳｉＣｌ官能基の完全な消失を示した。
【００９７】
　下記工程（ｉ）～（ｉｉｉ）は、眼科用レンズの防汚性処理、およびその結果として得
られるレンズに関する。
【００９８】
（ｉ）眼科用レンズの前処理：
　コーティングをＣＲ３９．ＲＴＭベースの眼科用レンズである基板上で行い、該レンズ
はその両面に特許公報ＥＰ６１４９５７の中の実施例３に対応するポリシロキサン型の耐
摩耗コーティングを有してなる。レンズを超音波洗浄器中で洗浄し、１００℃の温度で最
小３時間スチーム処理する。こうして、レンズの処理準備が整う。処理されるレンズは円
形レンズである。
【００９９】
（ｉｉ）レンズの調製（反射防止および疎水性／親油性コーティングを有するレンズの製
造）：
　使用する真空処理機械は、ジュール効果を有し、電子銃、イオン銃および蒸発源を備え
るＬｅｙｂｏｌｄ光学からのＳｙｒｕｓ３型機である。イオン銃、蒸発源に面する凹面、
および処理すべきレンズを収容することを意図した環状開口部を備えるカルーセルにレン
ズを置く。
　第２の真空に到達するまで、真空引きを行う。
　次いで、連続的蒸発を電子銃により行い、４つの反射防止光学層が生成する；高指数（
ＩＨ）、低指数（ＢＩ）、ＨＩ、ＢＩ：ＺｒＯ２、ＳｉＯ２、ＺｒＯ２、ＳｉＯ２。
　最後に、上記で得られた反応混合物（Ｘ）の疎水性で親油性のコーティング層を蒸発に
よって析出させる。
　上記で得られた反応混合物（Ｘ）の所定量を、ジュール効果ルツボ（タンタル・ルツボ
）中の直径１８ｍｍの銅カプセル中に置く。疎水性で親油性のコーティングが１～５ｎｍ
の厚みで、蒸発によって析出する。
　析出した厚さは石英モニターを使用して測定する。
　続いて、囲いを再び加熱し、また、処理室を大気圧に戻す。
　その後、レンズを上下逆さまにして、凸面を処理領域の方へ向かせる。凸面を凹面と同
一に処理する（上記の工程（ｉｉ）を繰り返す）。
【０１００】
（ｉｉｉ）試験および測定：
（ｉｉｉ－１）耐久性操作Ａ：
　ＦＡＣＯＬからの「マイクロファイバーＭ８４０Ｓ　３０Ｘ４０」を１分間２５℃で水
に浸漬し、次に、空気中へ取り出す。次いで、このマイクロファイバーを使用して、撥水
性被膜を有するプラスチックレンズの表面を、３．５ｋｇの荷重をかけながら（２５℃の
空気、４０～６０％の湿度の中で）前進および後退動作（１サイクルは、１前進プラス１
後退に対応する）によって、１２００回（すなわち６００のサイクル）、２４００回（す
なわち１２００サイクル）、３６００回（すなわち１８００サイクル）、４８００回（す
なわち２４００サイクル）、および６０００回（すなわち３０００のサイクル）機械的に
摩擦し、および、静的接触角を６００の摩擦サイクルごとに測定する。機械的摩擦装置は
、７分で６００サイクルに達する様に設定する。
（ｉｉｉ－２）耐久性操作Ｂ：
　ＦＡＣＯＬからの「マイクロファイバーＭ８４０Ｓ　３０Ｘ４０」を１分間２５℃で水
に浸漬し、次に、空気中へ取り出す。次いで、このマイクロファイバーを使用して、撥水
性被膜を有するプラスチックレンズの表面を、３．５ｋｇの荷重をかけ（２５℃の空気、
４０～６０％の湿度の中で）前進および後退動作（１サイクルは、１前進プラス１後退に
対応する）によって、２４００回（すなわち１２００サイクル）、４８００回（すなわち
２４００サイクル）、７２００回（すなわち３６００サイクル）、９６００回（すなわち
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４８００サイクル）、および１２０００回（すなわち６０００のサイクル）機械的に摩擦
し、および、静的接触角を１２００の摩擦サイクルごとに測定する。機械的摩擦装置は、
１４分で１２００サイクルに達する様に設定する。
（ｉｉｉ－３）：水に対する静的接触角：
　接触角メーター（ＫＲＵＳＳ　Ａｄｖａｎｃｉｎｇ　Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅ
によって製造されたＤＳＡ１００）を用い、４マイクロリットルの体積を有する水滴を、
２５℃で針を使用してレンズの凸面の最上部の部分に置く。液滴と表面の間の角度が「水
に対する静的接触角」として定義される。この角度は、ＤＳＡ１００の「液滴形状分析」
ソフトウェアを使用して測定される。この技術とこの装置を使用して、測定中の不確実性
は＋／－１．３°である。
【０１０１】
　実施例２
　上記のプロセスに従って実験を行なった。３つのレンズを、上記の耐久性試験法Ａを使
用して試験した。また、各工程の各レンズについては、３回の静的な接触角測定を行った
。表１は、３つのレンズ上で行われた３回の測定を使って計算した平均値を示す：
【０１０２】

　　備考：「＠３．５ｋｇ」は、サイクル毎に適用された荷重を意味する。
【０１０３】
　この実施例は、防汚性コーティングが６００サイクルの後に少々損傷を受けたことを示
すが、しかしながら、この実施例は、コーティングの非常に高い耐久性を実証している。
実に、接触角は１２００～３０００サイクルまで安定していて、高い水準にとどまってい
る。
【０１０４】
　比較例１
　実施例１と同様の操作によって混合生成物（ＸＸ）を得た。但し、工程（ｂ）は実施せ
ずに、工程（ａ）から得られた反応混合物を、工程（ｂ）から得られた精製された物質の
代わりに工程（ｃ）で使用し、また、そこから得た反応混合物を工程（ｄ）に使用し、そ
の際にＤｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ（登録商標）ＥＴＳ９００は添加しなかった。
【０１０５】
　混合生成物（ＸＸ）の中で、シラン官能性パーフルオロポリエーテルの含量は２８ｍｏ
ｌ％、ＣＦ３ＣＦ２ＣＦ２（ＯＣＦ２ＣＦ２ＣＦ２）２２ＯＣＦ２ＣＦ３の含量は３０ｍ
ｏｌ％、およびＣＦ３ＣＦ２ＣＦ２（ＯＣＦ２ＣＦ２ＣＦ２）２２ＯＣＦ２ＣＦ２ＣＨ２
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Ｏ－ＣＨ＝ＣＨＣＨ３の含量は４２ｍｏｌ％であった。
【０１０６】
　実施例３
　混合生成物（ＸＸＸ）を、実施例１と同様の操作によって得た。含まれていた混合生成
物（ＸＸＸ）は、
ＣＦ３ＣＦ２ＣＦ２（ＯＣＦ２ＣＦ２ＣＦ２）ｘＯＣＦ２ＣＦ２ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ２Ｃ
Ｈ２Ｓｉ（ＯＣＨ３）３、ＣＦ３ＣＦ２ＣＦ２（ＯＣＦ２ＣＦ２ＣＦ２）ｘＯＣＦ２ＣＦ

２ＣＨ２ＯＣＨ＝ＣＨＣＨ３およびＣＦ３ＣＦ２ＣＦ２（ＯＣＦ２ＣＦ２ＣＦ２）ｘＯＣ
Ｆ２ＣＦ３（混合率は、７７ｍｏｌ％／２１ｍｏｌ％／２ｍｏｌ％である。）であった。
【０１０７】
　比較例１からの混合生成物（ＸＸ）、または実施例３からの混合生成物（ＸＸＸ）を使
用した以外は、表面処理レンズを実施例２と同じ操作によって製造した。耐久性操作Ｂを
、処理を比較するために使用した。結果を表２に示す。
【０１０８】

　　備考：「＠３．５ｋｇ」は、サイクル毎に適用された荷重を意味する。
【０１０９】
　表２において、混合生成物（ＸＸＸ）を使用する実施例２と比較例１（混合生成物（Ｘ
Ｘ））の結果とを比較することによって、精製工程（ｂ）が、防汚層の表面エネルギーを
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低下させ、および耐久性を増加させることに対して非常に寄与することが明白に理解され
る。
【０１１０】
　実施例４
　工程（ｄ）（１）中のアルコキシ化反応を、以下のようにアミノ化反応と置き替えた以
外は、実施例１と同様の操作によって反応混合物（ＹＹ）を得た：
　工程（ｄ）（１）：トリクロロシランによるシリル化、その後、アミノ化：
　磁気攪拌子、水還流冷却器、温度制御および空間部乾燥窒素パージを装備した１００ｍ
Ｌの３つ口フラスコ中に、３６．７８ｇのＣＦ３ＣＦ２ＣＦ２（ＯＣＦ２ＣＦ２ＣＦ２）

ｘＯＣＦ２ＣＦ２ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ＝ＣＨ２およびＣＦ３ＣＦ２ＣＦ２（ＯＣＦ２ＣＦ

２ＣＦ２）ｘＯＣＦ２ＣＦ３（混合率は、９８ｍｏｌ％／２ｍｏｌ％、ＦＷは４０７０ｇ
／モルである。）、１８．９１ｇの１，３－ビス（トリフルオロメチル）ベンゼン、０．
０８７９ｇのＤｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ（登録商標）ＥＴＳ９００および７．７２ｇのトリ
クロロシランを添加した。内容物を６０℃まで加熱し、１，３－ジビニル－１，１，３，
３－テトラメチル－ジシロキサンで錯体化されたＰｔ金属上に３．２５時間で徐々に添加
した。内容物を更に３０分間６０℃で維持して、ＣＦ３ＣＦ２ＣＦ２（ＯＣＦ２ＣＦ２Ｃ
Ｆ２）ｘＯＣＦ２ＣＦ２ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２ＳｉＣｌ３、ＣＦ３ＣＦ２ＣＦ２（
ＯＣＦ２ＣＦ２ＣＦ２）ｘＯＣＦ２ＣＦ２ＣＨ２ＯＣＨ＝ＣＨＣＨ３およびＣＦ３ＣＦ２

ＣＦ２（ＯＣＦ２ＣＦ２ＣＦ２）ｘＯＣＦ２ＣＦ３の混合物を得た。残余のトリクロロシ
ランおよび溶剤を反応混合物から真空下で留去した。
　その混合物を、磁気攪拌子、ドライアイス（ＣＯ２）冷却還流冷却器、温度計および空
間部乾燥窒素パージを装備した２５０ｍＬの３つ口フラスコに８７．０４ｇのパーフルオ
ロヘキサンと共に移し、その後、３７ｇの無水のジメチルアミン中で縮合させて、７℃ま
で反応混合物を冷却した。ドライアイスは蒸発するに任せ、内容物を一晩かけて室温まで
暖め、その結果、過剰のジメチルアミンはパージされた。活性炭（０．３３ｇ）を添加し
た。生成物は、５ミクロンの膜上のセライト濾過助剤床を通して濾過した。混合生成物（
ＹＹ）：
ＣＦ３ＣＦ２ＣＦ２（ＯＣＦ２ＣＦ２ＣＦ２）ｘＯＣＦ２ＣＦ２ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ２Ｃ
Ｈ２Ｓｉ（ＮＭｅ２）３、ＣＦ３ＣＦ２ＣＦ２（ＯＣＦ２ＣＦ２ＣＦ２）ｘＯＣＦ２ＣＦ

３、および
ＣＦ３ＣＦ２ＣＦ２（ＯＣＦ２ＣＦ２ＣＦ２）ｘＯＣＦ２ＣＦ２ＣＨ２ＯＣＨ＝ＣＨＣＨ

３（混合率は、８５ｍｏｌ％／２ｍｏｌ％／１３ｍｏｌ％である。）を、濾液として分離
した。赤外線と核磁気共鳴スペクトル測定法による分析は、ＣＨ２＝ＣＨＣＨ２Ｏおよび
ＳｉＣｌ官能性の完全な消失を示した。
【０１１１】
　実施例５
　合成は、追加の工程でメトキシ化しなくてはならないことを回避するために、トリメト
キシシランによって工程（ｄ）のヒドロシリル化を行ったことを除いて、実施例１の操作
に従って繰り返した。
　磁気攪拌子、水還流冷却器、温度制御および空間部乾燥窒素パージを装備した１００ｍ
Ｌの３つ口フラスコ中に、２０．５ｇのＣＦ３ＣＦ２ＣＦ２（ＯＣＦ２ＣＦ２ＣＦ２）ｘ

ＯＣＦ２ＣＦ２ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ＝ＣＨ２およびＣＦ３ＣＦ２ＣＦ２（ＯＣＦ２ＣＦ２

ＣＦ２）ｘＯＣＦ２ＣＦ３（混合率は、９８ｍｏｌ％／２ｍｏｌ％、ＦＷは４５２１ｇ／
モル、である。）、１０．０ｇの１，３－ビス（トリフルオロメチル）ベンゼン、０．０
６ｇのＤｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ（登録商標）ＥＴＳ９００および１．９４ｇのトリメトキ
シシランを添加した。内容物を６０℃まで加熱し、１，３－ジビニル－１，１，３，３－
テトラメチル－ジシロキサンで錯体化されたＰｔ金属上に０．５時間、徐々に添加した。
内容物をさらに５０分の間６０℃で維持して、ＣＦ３ＣＦ２ＣＦ２（ＯＣＦ２ＣＦ２ＣＦ

２）ｘＯＣＦ２ＣＦ２ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２Ｓｉ（ＯＣＨ３）３、ＣＦ３ＣＦ２Ｃ
Ｆ２（ＯＣＦ２ＣＦ２ＣＦ２）ｘＯＣＦ２ＣＦ２ＣＨ２ＯＣＨ＝ＣＨＣＨ３およびＣＦ３
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ＣＦ２ＣＦ２（ＯＣＦ２ＣＦ２ＣＦ２）ｘＯＣＦ２ＣＦ３の混合物を製造した。残余のト
リメトキシシランおよび溶媒を反応混合物から真空下に留去した後に、１．１ｇの活性炭
を添加した。生成物は、０．５ミクロン膜上のセライト濾過助剤床を通して濾過した。混
合生成物：
ＣＦ３ＣＦ２ＣＦ２（ＯＣＦ２ＣＦ２ＣＦ２）ｘＯＣＦ２ＣＦ２ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ２Ｃ
Ｈ２Ｓｉ（ＯＣＨ３）３、ＣＦ３ＣＦ２ＣＦ２（ＯＣＦ２ＣＦ２ＣＦ２）ｘＯＣＦ２ＣＦ

２ＣＨ２ＯＣＨ＝ＣＨＣＨ３およびＣＦ３ＣＦ２ＣＦ２（ＯＣＦ２ＣＦ２ＣＦ２）ｘＯＣ
Ｆ２ＣＦ３（混合率は、８１ｍｏｌ％／１７ｍｏｌ％／２ｍｏｌ％である。）を、濾液と
して分離した。赤外線と核磁気共鳴スペクトル測定法による分析は、ＣＨ２＝ＣＨＣＨ２

Ｏ官能性の完全な消失を示した。
【０１１２】
　実施例４からの反応混合物（ＹＹ）を使用したこと以外は、実施例２と同じ操作によっ
て表面処理レンズを製造した。３つのレンズを、上記の耐久性操作Ｂを使用して試験した
。また、各工程の各レンズについては、３回の静的接触角測定を行なった。表３は、３の
レンズ上で行われた３回の測定を使用して計算された平均値を示す：
【０１１３】

　　備考：「＠３．５ｋｇ」は、各サイクルに適用された荷重を意味する。
【０１１４】
　表３の結果は、コーティングの非常に高い耐久性を実証している。実に、接触角は１２
００～６０００のサイクルまで安定していて、高水準に留まっている。
【０１１５】
　さらに、光学機能部材に、本発明の反射防止光学部材または光学要素を結合することに
よって得られた光学機能部材（例えば、偏光板）は、その表面上に形成された、上述の優
れた機能および高い耐久性を有する処理層を有している。したがって、例えば、さまざま
なディスプレイ（液晶ディスプレイ、ＣＲＴディスプレイ、映像ディスプレイ、プラズマ
ディスプレイ、エレクトロルミネセンスディスプレイなど）のディスプレイスクリーンの
前パネルに結合されるときに、本発明の高い画像認識性が備わった表示装置を提供する。
【０１１６】
　更に、本発明の表面処理組成物を使用して、材料表面上で形成された処理層は非常に薄
く、かくして、非常に正確な加工可能性および優れたミクロ機械加工特性を有している。
【産業上の利用可能性】
【０１１７】
　本発明によって得られた表面処理組成物は、様々な基材（透光度を要求する特に光学材
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料）の表面へ防汚性を付与するために表面処理剤として適切に使用することができる。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一般式（Ａ）： 
Ｆ－(ＣＦ２)ｑ－(ＯＣ３Ｆ６)ｍ－(ＯＣ２Ｆ４)ｎ－(ＯＣＦ２)ｏ－(ＣＨ２)ｐ－Ｘ－(
ＣＨ２)ｒ－Ｃ３Ｈ６－Ｓｉ(Ｘ’)３－ａ(Ｒ１)ａ　　（Ａ）
［式中、
ｑは１から３までの整数であり；ｍ、ｎおよびｏは、独立して、０から２００までの整数
であり；ｐは１または２であり；Ｘは酸素、またはＣ１－Ｃ２２の直鎖状または分岐状ア
ルキレン基である二価の有機基であり；ｒは０から１７までの整数であり；Ｒ１は、不飽
和脂肪族結合を有していないＣ１－２２の直鎖状または分岐状炭化水素基であり；ａは０
から２までの整数であり；また、Ｘ’は加水分解可能な基である。」
で表わされる有機珪素化合物を含んでなる表面処理組成物であって、
一般式（Ｂ）および（Ｃ）： 
Ｆ－(ＣＦ２)ｑ－(ＯＣ３Ｆ６)ｍ－(ＯＣ２Ｆ４)ｎ－(ＯＣＦ２)ｏ－Ｆ　　（Ｂ）
［式中、ｑ、ｍ、ｎおよびｏは上記と同義である。］、
Ｆ－(ＣＦ２)ｑ－(ＯＣ３Ｆ６)ｍ－(ＯＣ２Ｆ４)ｎ－(ＯＣＦ２)ｏ－(ＣＨ２)ｐ－Ｘ－(
ＣＨ２)ｒ－ＣＨ＝ＣＨＣＨ３　　（Ｃ）
［式中、ｑ、ｍ、ｎ、ｏ、ｐ、ｒおよびＸは、上記と同義である。］
で表わされる含フッ素化合物の表面処理組成物中における含量は、表面処理組成物基準で
２５ｍｏｌ％未満である表面処理組成物。
【請求項２】
　一般式（Ａ）において、加水分解可能な基Ｘ’はアルコキシ（ＯＲ）基またはアルキル
アミノ（ＮＨＲまたは－ＮＲ２）基であり、ここで、Ｒは独立してＣ１－Ｃ２２の直鎖状
または分岐状のアルキル基であり、２つのＲ基が環状アミンを形成してもよく、整数ａは
０である、請求項１に記載の表面処理組成物。
【請求項３】
　一般式（Ａ）において、加水分解可能な基Ｘ’は、アルキルアミノ（ＮＨＲまたは－Ｎ
Ｒ２）基（ここで、Ｒは上記と同義であり、整数ａは０である。）である、請求項１また
は２に記載の表面処理組成物。
【請求項４】
　一般式（Ａ）で表わされる有機珪素化合物が、一般式（ｉ－ｄ－ｉ）または（ｉ－ｄ－
ｉｉ）： 
Ｆ－(ＣＦ２)ｑ－(ＯＣ３Ｆ６)ｍ－(ＯＣ２Ｆ４)ｎ－(ＯＣＦ２)ｏ－ＣＨ２Ｏ－(ＣＨ２)

ｒ－Ｃ３Ｈ６－Ｓｉ(ＨＮＲ)３　　（ｉ－ｄ－ｉ）
または
Ｆ－(ＣＦ２)ｑ－(ＯＣ３Ｆ６)ｍ－(ＯＣ２Ｆ４)ｎ－(ＯＣＦ２)ｏ－ＣＨ２Ｏ－(ＣＨ２)

ｒ－Ｃ３Ｈ６－Ｓｉ(ＮＲ２)３　　（ｉ－ｄ－ｉｉ）
［式中、ｑ、ｍ、ｎ、ｏ、ｒおよびＲは、上記と同義である。］
で表わされ、並びに、一般式（Ｂ）および（Ｃ）で表わされる含フッ素化合物が、一般式
（ｉｉ）および（ｉ－ｃ－ｄ）： 
Ｆ－(ＣＦ２)ｑ－(ＯＣ３Ｆ６)ｍ－(ＯＣ２Ｆ４)ｎ－(ＯＣＦ２)ｏ－Ｆ　　（ｉｉ）
および
Ｆ－(ＣＦ２)ｑ－(ＯＣ３Ｆ６)ｍ－(ＯＣ２Ｆ４)ｎ－(ＯＣＦ２)ｏ－ＣＨ２Ｏ－(ＣＨ２)

ｒ－ＣＨ＝ＣＨＣＨ３　　（ｉ－ｃ－ｄ）
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によってそれぞれ表わされる、請求項１～３のいずれか１つに記載の表面処理組成物。
【請求項５】
　一般式（Ｃ）で表わされる含フッ素化合物の含量が表面処理組成物基準で１．０ｍｏｌ
％以上である、請求項１～４のいずれか１つに記載の表面処理組成物。
【請求項６】
　一般式（Ｂ）および（Ｃ）で表わされる含フッ素化合物の含量が表面処理組成物基準で
２０ｍｏｌ％未満である、請求項１～５のいずれか１つに記載の表面処理組成物。
【請求項７】
　一般式（Ａ）または（Ｃ）において、ｐは１であり、Ｘは酸素である、すなわち、
（Ａ）および（Ｃ）は一般式（ｉ－ｄ）および（ｉ－ｃ－ｄ）：
Ｆ－(ＣＦ２)ｑ－(ＯＣ３Ｆ６)ｍ－(ＯＣ２Ｆ４)ｎ－(ＯＣＦ２)ｏ－ＣＨ２Ｏ－(ＣＨ２)

ｒ－Ｃ３Ｈ６－Ｓｉ(Ｘ’)３－ａ(Ｒ１)ａ　　（ｉ－ｄ）
［式中、ｑ、ｍ、ｎ、ｏ、ｒ、ａ、Ｘ’およびＲ１は、上記と同義である。］、および
Ｆ－(ＣＦ２)ｑ－(ＯＣ３Ｆ６)ｍ－(ＯＣ２Ｆ４)ｎ－(ＯＣＦ２)ｏ－ＣＨ２Ｏ－(ＣＨ２)

ｒ－ＣＨ＝ＣＨＣＨ３　　（ｉ－ｃ－ｄ）
［式中、ｑ、ｍ、ｎ、ｏおよびｒは上記と同義である。］
によってそれぞれ表わされる、請求項１に記載の表面処理組成物。
【請求項８】
　有機珪素化合物を含んでなる表面処理組成物の製造方法であって、該製造方法は：
（ａ）下記一般式（ｉ）および（ｉｉ）： 
Ｆ－(ＣＦ２)ｑ－(ＯＣ３Ｆ６)ｍ－(ＯＣ２Ｆ４)ｎ－(ＯＣＦ２)ｏ－Ｃ(＝Ｏ)Ｆ　　（ｉ
）
［式中、ｑは１から３までの整数であり；ｍ、ｎおよびｏは、独立して、０から２００ま
での整数である。］；および
Ｆ－(ＣＦ２)ｑ－(ＯＣ３Ｆ６)ｍ－(ＯＣ２Ｆ４)ｎ－(ＯＣＦ２)ｏ－Ｆ　　（ｉｉ）
［式中、ｑ、ｍ、ｎおよびｏは上記と同義である。］
で表わされる化合物を含む原料混合物を還元剤と接触させることにより、化合物（ｉ）が
反応して得られる下記一般式（ｉ－ｂ）： 
Ｆ－(ＣＦ２)ｑ－(ＯＣ３Ｆ６)ｍ－(ＯＣ２Ｆ４)ｎ－(ＯＣＦ２)ｏ－ＣＨ２ＯＨ　（ｉ－
ｂ）
［式中、ｑ、ｍ、ｎおよびｏは上記と同義である。］
で表わされるアルコール；および一般式（ｉｉ）で表わされる化合物を含んでなる反応混
合物を製造する工程；
（ｂ）　一般式（ｉｉ）で表わされる含フッ素化合物の少なくとも一部を除去するために
カラムクロマトグラフィーによって、前工程で得られた反応混合物を精製して、精製され
た物質中での一般式（ｉ－ｂ）で表わされる化合物の含量が、反応混合物中の含量より高
い精製された物質をその結果として製造する工程；
（ｃ）　工程（ｂ）の中で製造された精製された物質を
Ｚ(ＣＨ２)ｒ－ＣＨ２ＣＨ＝ＣＨ２

［Ｚはハロゲン原子であり；ｒは、０から１７までの整数である］と接触させて化合物（
ｉ－ｂ）を反応させてその結果として、かくした得られた下記一般式（ｉ－ｃ）：　
Ｆ－(ＣＦ２)ｑ－(ＯＣ３Ｆ６)ｍ－(ＯＣ２Ｆ４)ｎ－(ＯＣＦ２)ｏ－ＣＨ２Ｏ－(ＣＨ２)

ｒ－ＣＨ２ＣＨ＝ＣＨ２　（ｉ－ｃ）
［式中、ｑ、ｍ、ｎ、ｏおよびｒは上記と同義である。］
のアリル化合物および一般式（ｉｉ）で表わされる化合物を含んでなる反応混合物を製造
する工程であって、ここで、一般式（ｉｉ）によって表される化合物のこの中間の組成物
中での含量は、中間の組成物基準で１０ｍｏｌ％未満である反応混合物を製造する工程；
および
（ｄ）　工程（ｃ）で得られた反応混合物を、一般式（ｉｉｉ）：
Ｈ－Ｓｉ(Ｘ’)３－ａ(Ｒ１)ａ　（ｉｉｉ）
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［式中、Ｒ１、ａおよびＸ’は上記と同義である。］
で表わされるヒドロシラン化合物と、遷移金属触媒および異性体削減剤の存在下で接触さ
せる工程、および、その後、要すれば、アルカリ金属アルコキシドと接触させて、化合物
（ｉ－ｃ）を反応させ、その結果として、　
一般式（ｉ－ｄ）： 
Ｆ－(ＣＦ２)ｑ－(ＯＣ３Ｆ６)ｍ－(ＯＣ２Ｆ４)ｎ－(ＯＣＦ２)ｏ－ＣＨ２Ｏ－(ＣＨ２)

ｒ－Ｃ３Ｈ６－Ｓｉ(Ｘ’)３－ａ(Ｒ１)ａ　（ｉ－ｄ）
［式中、ｑ、ｍ、ｎ、ｏ、ａ、ｒ、Ｘ’およびＲ１は、上記と同義である。］
で表わされる有機珪素化合物：および
一般式（ｉｉ）および：（ｉ－ｃ－ｄ）：
Ｆ－(ＣＦ２)ｑ－(ＯＣ３Ｆ６)ｍ－(ＯＣ２Ｆ４)ｎ－(ＯＣＦ２)ｏ－ＣＨ２Ｏ－(ＣＨ２)

ｒ－ＣＨ＝ＣＨＣＨ３　（ｉ－ｃ－ｄ）
［式中、ｑ、ｍ、ｎ、ｏおよびｒは上記と同義である。］
で表わされる含フッ素化合物を含んでなり、
ここで、表面処理組成物中の、一般式（ｉｉ）および（ｉ－ｃ－ｄ）で表わされる含フッ
素化合物の含量は、表面処理組成物基準で２５ｍｏｌ％未満である表面処理組成物を得る
工程、
を有してなる表面処理組成物の製造方法。
【請求項９】
　工程（ｄ）が、異性体削減剤および遷移金属触媒の存在下、工程（ｃ）で得られた反応
混合物をトリクロロシラン（ＨＳｉＣｌ３）と接触させる工程、次いで、アルキルアミン
と接触させ、それによって、一般式（ｉ－ｄ－ｉ）または（ｉ－ｄ－ｉｉ）： 
Ｆ　－(ＣＦ２)ｑ－(ＯＣ３Ｆ６)ｍ－(ＯＣ２Ｆ４)ｎ－(ＯＣＦ２)ｏ－ＣＨ２Ｏ　－(Ｃ
Ｈ２)ｒ－Ｃ３Ｈ６－Ｓｉ－(ＨＮＲ)３　　（ｉ－ｄ－ｉ）　または　
Ｆ－(ＣＦ２)ｑ－(ＯＣ３Ｆ６)ｍ－(ＯＣ２Ｆ４)ｎ－(ＯＣＦ２)ｏ－ＣＨ２Ｏ－(ＣＨ２)

ｒ－Ｃ３Ｈ６－Ｓｉ(ＮＲ２)３　　（ｉ－ｄ－ｉｉ）
［式中、ｑ、ｍ、ｎ、ｏ、ｒおよびＲは上記と同義である。］
で表わされる有機珪素化合物および一般式（ｉｉ）および（ｉ－ｃ－ｄ）で表わされる含
フッ素化合物を含んでなる表面処理組成物を製造する工程を有してなる、請求項８に記載
の表面処理組成物の製造方法。
【請求項１０】
　還元剤はＮａＢＨ４またはＬｉＡｌＨ４である、請求項８または９に記載の表面処理組
成物の製造方法。
【請求項１１】
　工程（ｃ）は塩基の存在下に実施される、請求項８～１０のいずれか１つに記載の表面
処理組成物の製造方法。
【請求項１２】
　工程（ｄ）の中で使用される遷移金属触媒は白金、ロジウムまたはパラジウムのうちの
いずれか１つである、請求項８～１１のいずれか１つに記載の表面処理組成物の製造方法
。
【請求項１３】
　異性体削減剤はカルボン酸化合物である、請求項８から１２のいずれか１つに記載の表
面処理組成物の製造方法。
【請求項１４】
　異性体削減剤が１以上のシリル化されたカルボン酸から選択される、請求項８～１３の
いずれか１つに記載の表面処理組成物の製造方法。
【請求項１５】
　基材、および
基材の表面上に請求項１～７のいずれか１つに記載の表面処理組成物を適用することによ
り形成された層、
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を有してなる、表面処理された物品。
【請求項１６】
　基材は反射防止光学層を含む透明な材料である、請求項１５に記載の表面処理された物
品。
【請求項１７】
　二重焦点、三焦点および累進多焦点レンズ（それらは区画されていてもよいし、区画さ
れていなくてもよい）の様な単一視または多重視レンズを含む、矯正および非矯正レンズ
から選択される、請求項１５に記載の表面処理された物品。
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